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요약: 표면개질이란 재료 본연의 특성만으로 원하는 성능과 기능을 발휘할 수 없는 때 기재 표면에 열에너지, 응력 등을 

부가하여 새로운 표면층을 형성하는 방법으로, 소지금속의 방청, 외관미화, 내마모성, 전기절연, 전기전도성 부여 등의 

폭넓은 목적을 달성시키고자 하는 일련의 조작을 말한다. 이러한 표면개질에는 도금, 화성처리, 도장, 라이닝, 코팅, 표면

경화 등이 있다. 그 중 전해액을 이용한 표면개질은 오래전부터 공업적으로 활용하기 위한 연구가 많이 이루어져 왔으

며, 원가절감과 높은 생산성, 그리고 복잡한 형상에 대한 적용이 가능해 여러 분야에서 각광받고 있다. 따라서 본 연구

에서는 5083-O 알루미늄 합금을 이용해 해양환경에서 우수한 내식성을 보유할 수 있는 최적의 표면개질 전해액 온도를 

선정하고자 전기화학 실험을 실시하였다. 실험 결과, 표면개질을 실시한 경우가 현저히 낮은 부식전류밀도를 나타냈으며, 

특히 불완전 기공이 생성된 5 ℃를 제외하고 전해액 온도가 증가함에 따라 감소하는 결과를 나타냈다.

주제어: 알루미늄 합금, 부식, 전기화학, 표면개질, 해양환경

 

Abstract: Surface modification is a technology to form a new surface layer and  overcome the intrinsic properties of the base 

material by applying thermal energy or stress onto the surface of the material. The purpose of this technique is to achieve an-

ti-corrosion, beautiful appearance, wear resistance, insulation and conductance for base materials. Surface modification techniques 

may include plating, chemical conversion treatment, painting, lining and surface hardening. Among which, a surface mod-

ification process using electrolytes has been investigated for a long time in connection with research on its industrial 

application. The technology is highly favoured by various fields because it provides not only high productivity and cost reduc-

tion opportunities, but also application availability for components with complex geometry. In this study, an electrochemical ex-

periment was performed on the surface of 5083-O Al alloy to determine an optimal electrolyte temperature, which produces 

surface with excellent corrosion resistance under marine environment than the initial surface. The experiment result, the modi-

fied surface presented a significantly lower corrosion current density with increasing electrolyte temperature, except for 5 ℃ of 

electrolyte temperature at which premature pores was created.

Keywords: Al alloy, Corrosion, Electrochemical, Surface modification, Marine environment

1. 서 론
알루미늄은 -1.66 V의 표준환원전위를 갖는 활성 금속으

로써, 대기와 접하는 즉시 산소와 반응하여 10 nm 내외의 

얇은 산화피막을 형성한다. 또한 이 피막은 -0.6 V의 귀전

위를 나타내어 부식을 억제하는 부동태 피막으로 존재한

다. 그러나 강한 부식성 환경이나 강도가 요구되는 경우에

는 자연 피막보다 두꺼운 양질의 피막을 인위적으로 생성

시켜 특성을 개선하고 있다. 그 중 전해액을 이용한 표면개

질에 의해 형성되는 피막은 크게 다공성 산화피막(porous 

oxide film)과 장벽형 산화피막(barrier oxide film)으로 구분

된다. 일반적으로 산화피막은 비정질(amorphous) 구조이고, 

밀도는 3.0 g/cm3, 그리고 열전도율은 0.07 cal/cm∙sec∙℃ 정

도로 단열성이 우수한 특징이 있다[1]. 특히 산성(황산[2], 

인산[3], 수산[4], 크롬산 등) 전해액 내에서는 초기 생성된 

※ 개인정보 표시제한
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산화피막의 용해반응으로 인해 다공층 구조가 형성된다. 

이렇게 형성된 기공(pore)의 특성은 처리공정에 따라 조절 

가능하며, 특히 두 단계의 표면개질 공정을 거쳐 형성된 다

공 구조의 경우 기공 크기가 균일하고 배열이 매우 규칙적

인 특징이 있다[5]. 또한 알루미늄 산화피막의 기공 내에는 

미세 기공이 존재하고, 이는 소지금속의 표면까지 확장되

어 있어 밀봉(sealing)을 통한 후처리 시 보다 우수한 특성

을 갖는다[3]. 이러한 산화층은 탁월한 내식성, 내마모성, 

그리고 기공을 이용한 채색성 등으로 여러 분야에 이용되

고 있다. 따라서 본 연구에서는 해양환경에 노출된 알루미

늄 합금의 내식성 개선을 위해 전해액 온도 변화에 따른 

표면개질을 실시하여 전기화학적 특성을 평가하였다.

2. 실험방법
본 연구에서는 균일한 다공성 피막 제조를 위해 에탄올

(Ethanol, 95 %)과 과염소산(Perchloric acid, 70 %)을 4:1(v/v)

의 비율로 혼합한 용액을 사용하여 25 V, 5 ℃ 조건에서 3

분간 전해연마(electro-polishing)하였다. 이후 황산을 전해액

으로 1단계 표면개질을 실시하였으며, 이중 비이커를 이용

해 전해액의 온도를 5 ℃ ~ 20 ℃까지 각 조건별로 일정하

게 유지하였다. 또한 전해액 농도와 공정시간은 각각 10 

vol.%와 40분으로 고정하였다. 양극은 두께가 5 mm이고 크

기가 2 cm × 2 cm인 5083-O 알루미늄 합금을, 음극은 백금

전극을 사용하여 극간 거리를 3 cm로 일정하게 유지하였

다. 실험 시 국부적인 온도 상승으로 안정된 산화층 성장이 

방해되는 것을 억제하기 위해 일정 속도로 교반하였으며, 

정전류 방식을 사용하여 전류밀도를 20 mA/cm2로 유지하

였다. 이후 1단계 표면개질에서 생성된 불규칙한 산화피막

을 제거하고 2단계 표면개질 공정(1단계와 동일) 진행을 위

해 크롬산(Chromic acid, 1.8 wt.%)과 인산(Phosphoric acid, 6 

wt.%)의 혼합용액으로 60 ℃ 온도에서 30분간 에칭을 실시

하였다. 또한 표면개질 후 전계방출 주사전자 현미경(field 

emission scanning electron microscope, FE-SEM)으로 피막 기

공을 관찰하였으며, 에너지 분산형 분광기(energy dispersive 

spectroscopy, EDS)를 통해 표면 조성을 분석하였다. 양극분

극 실험은 개로전위에서 +3.0 V까지 2 mV/s의 주사속도로 

천연해수에서 실시하였으며, 손상거동 관찰을 위해 3D 분

석 현미경을 사용하여 표면 형상을 비교하였다. 또한 부식

전위와 부식전류밀도 측정을 위해 동일 해수에서 개로전위

를 기준으로 ±0.25 V 분극시켜 타펠 분석을 실시하였다. 

Table 1은 사용된 재료의 화학 조성 및 세부 실험 조건을 

나타낸 표이다.

3. 실험결과 및 고찰
Figure 1은 전해액 농도와 공정시간이 각각 10 vol.%, 40

분이고, 적용 전류밀도가 20 mA/cm2인 조건에서 전해액 온

도변화에 따른 표면개질 후 표면 형상을 관찰한 것이다. 알

루미늄 산화피막은 소지금속과 피막 사이에 형성되는 장벽

층(barrier layer)과, 전해액과의 접촉면에 형성되는 다공층

(porous layer)으로 구성된다. 장벽층은 기공이 없고 치밀한 

막으로 적용 전압에 비례하여 일정 두께를 유지하는 반면, 

다공층은 전해액과의 전기화학적 용해반응으로 내부에 기

공을 가지는 원주형 관(tube)을 형성한다[3]. 이 다공층은 

용해력을 가진 전해액에서 생성되는데, 동일한 전해액이라

도 반응 온도에 따라 특성이 달라진다. 실험 결과, 전해액 

온도 5 ℃에서는 일부 표면에서 불완전한 기공의 형성이 

관찰되었다. 반면 전해액 온도 10 ℃와 15 ℃에서는 알루미

늄 산화피막 특유의 육각형(hexagonal) 구조가 비교적 선명

하고 장벽층 또한 양호하게 형성되었다. 또한 전해액 온도 

20 ℃에서는 10 ℃와 15 ℃에 비해 작은 기공과 함께 다소 

불규칙한 구조가 관찰되었다. 특히 전해액 온도 5 ℃를 제

외한 모든 조건에서 기공 내에 존재하는 미세 기공이 소지

금속의 표면까지 확장되어 있음을 알 수 있다[3]. 이는 표

면개질 공정에서 생성된 산화물이 우선적으로 용해된 부분

으로, 이곳을 통해 전류가 흐르면서 나노튜브(nano tube)가 

성장하게 된다. 일반적으로 전해액을 이용한 표면개질 시 

피막 형성에 따른 반응열(2Al3+ + 3O2- → Al2O3 + 400 cal)

로 전해액 온도가 상승하는데[6], 이러한 온도 상승은 전해

액의 용해반응을 촉진시키므로 기계적 특성이 우수한 피막

을 얻기 위해서는 반응열을 효과적으로 제어하거나 고온에

서도 피막의 용해속도를 늦출 수 있는 전해액 개발이 요구

된다. 이와 관련하여 Campbell은 -5 ℃ ~ 5 ℃의 황산 전해

액에서 직류에 교류를 중첩하여 높은 피막경도를 얻는 

Hardas법을 개발하였다. 또한 장 등은 전해액 온도 상승에 

따른 용해속도 증가로 장벽층 두께가 현저히 얇아졌으며, 

전해액 온도 –5 ℃ ~ 5 ℃의 황산 전해액에서 직류에 교류

Table 1: Experimental conditions for surface modification and chemical composition of Al alloy with solution temperature

Components(wt.%)
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

0.40 0.15 0.18 0.18 6.42 0.12 0.04 0.01 Bal.
Electro-polishing Ethanol : 70 % Perchloric acid = 4:1(Vol), 25 V, 5 ℃, 3 min

1st, 2nd 

surface modification
10 vol.% Sulfuric acid, 20 mA/cm2, 40 min, 5, 10, 15, 20 ℃

Etching 6 wt.% Phosphoric acid(85 %) + 1.8 wt.% Chromic acid, 0 V, 60 ℃, 30 min
Cleaning Acetone, DI water

Electrochemical

experiment

Reference & counter electrode : Ag/AgCl, platinum

Anodic polarization, Tafel analysis 
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Figure 1: FE-SEM morphologies after surface modification 

with solution temperature

를 중첩하여 높은 피막경도를 얻는 Hardas법을 개발하였다. 

또한 장 등은 전해액 온도 상승에 따른 용해속도 증가로 

장벽층 두께가 현저히 얇아졌으며, 전해액 온도 0 ℃에서 

매끄러운 표면과 함께 균일한 기공 직경과 분포를 가지는 

알루미나 막이 형성됨을 확인하였다[7]. 그러나 본 연구의 

낮은 전해액 온도(5 ℃)에서는 정상적인 기공이 형성되지 

않았으며, 온도가 높아질수록 기공이 불균일하고 크기 또

한 작아짐을 알 수 있다. 이와 같이 기존 연구자와 다른 결

과를 나타낸 이유는 크게 두 가지로 요약된다. 첫째는 타 

연구자의 소지금속이 순도 99 % 이상의 알루미늄을 사용

한 반면, 본 연구에서는 산업계에서 널리 사용되는 알루미

늄 합금(5083-O)을 사용하였기 때문이다. 이러한 소지금속

의 함유원소 차이는 기공 형성 과정에 직접적인 영향을 미

친다. 일례로 구리(Cu)는 산화피막의 전기 전도도를 증가시

켜 피막 형성 전압을 낮추는 역할을 한다. 반면 실리콘(Si)

은 반응에 참여하지 않고 피막에 잔존하며, 특히 전기 전도

도가 매우 낮아 저항을 증가시킴으로써 높은 열을 발생시

킨다[8]. 따라서 실리콘 함량이 높은 알루미늄은 용체화 처

리 후 표면개질을 실시하는 것이 일반적이다[9]. 둘째로 정

전압 방식이 아닌 정전류 방식을 적용하였기 때문이다. 정

전압 방식은 표면개질 시 일정 전압을 유지하는 방식으로, 

전해액 온도가 상승함에 따라 저항이 낮아지면서 상대적으

로 흐르는 전류가 많아지게 된다. 이로 인해 전기화학적 용

해반응이 활발해지면서 온도 상승에 따라 기공의 직경이 

커진다. 반면 정전류 방식은 전해액 온도 상승에 따른 저항 

감소로 전해전압이 낮아지면서 용해반응이 둔화되어 기공 

직경이 작아진다. 결과적으로 전해액 온도 5 ℃에서는 급격

한 이온의 활성도 저하와 합금 원소의 영향으로 가공이 생

성되지 않았으며, 전해액 온도 20 ℃에서는 낮은 전해전압

으로 인한 용해반응의 저하로 직경이 작고 불안정한 기공

Figure 2: Surface analysis after surface modification with sol-

ution temperature

의 성장이 관찰된 것으로 판단된다. 

Figure 2는 전해액 농도와 공정시간이 각각 10 vol.%, 40분

이고, 적용 전류밀도가 20 mA/cm2인 조건에서 전해액 온도

변화에 따른 표면개질 후 기공 직경(pore diameter), 기공 사

이 간격(interpore distance) 및 장벽층 두께(barrier thickness)를 

측정한 것이다. 기공 직경은 전해액 온도 10 ℃에서 32.3 nm, 

15 ℃에서 27.4 nm 그리고 20 ℃에서는 25.3 nm로 전해액 온

도가 증가할수록 작아지는 결과를 나타냈다. 또한 전해액 온

도 5 ℃에서는 정상적인 기공이 생성되지 않아 측정이 불가

하였으나, 추세선을 이용하여 약 46 nm 전후 직경의 기공이 

생성되었을 것으로 예상된다. 기공 사이 간격 역시 전해액 

온도 10 ℃에서는 43.7 nm였으나 20 ℃에서는 37.1 nm로 감

소하였다. 이는 전해액 온도가 증가할수록 전해전압이 낮아

지면서 용해반응이 둔화되어 기공 직경 감소와 함께 기공 간

격 역시 감소하면서 두 값의 차이인 장벽층 두께가 거의 유

사한 값을 나타낸 것으로 판단된다.

Figure 3은 전해액 농도와 공정시간이 각각 10 vol.%, 40

분이고, 적용 전류밀도가 20 mA/cm2인 조건에서 전해액 

온도변화에 따른 표면개질 후 표면 조성 관찰을 위한 에너

지 분산형 분광기(EDS) 분석 결과를 나타낸 것이다. 4가지 

조건 모두 알루미늄(Al)과 산소(O)가 주성분이며, 그 외 미

량의 마그네슘(Mg)과 황(S)이 검출되었다. 이는 사용된 소

지금속(5083-O)에 소량의 마그네슘(6.42 wt.%)이 포함되어 

있고 황산을 전해액으로 사용하여 장벽층에 혼입되어 있

던 SO
-가 검출된 것으로 판단된다. 따라서 표면개질을 실

시한 경우에는 표면에 알루미늄과 산소 그리고 마그네슘

이 존재하는 것을 알 수 있으며, 이로 인해 표면에알루미

늄 산화막(aluminum oxide film)이 형성되었음을 유추해볼 

수 있다. 또한 산소/알루미늄 원자량 비는 전해액 온도 5 

℃에서 1.95, 10 ℃에서 1.78, 15 ℃에서 1.94 그리고 20 ℃
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 (a) Element peak analysis  

(b) Chemical composition analysis

Element
5 ℃ 10 ℃ 15 ℃ 20 ℃

Weight(%) Atomic(%) Weight(%) Atomic(%) Weight(%) Atomic(%) Weight(%) Atomic(%)

O K 49.65 62.85 47.08 60.45 49.27 62.53 48.65 61.88

Mg K 1.35 1.12 1.38 1.17 1.24 1.03 1.26 1.06

Al K 42.88 32.17 44.46 33.85 42.82 32.22 44.07 33.24

S K 6.12 3.86 7.07 4.53 6.67 4.22 6.02 3.82

Totals 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Figure 3: EDS analysis after surface modification with solution temperature

에서는 1.86을 나타냈다. 스펙트럼의 가로축은 X-선 에너

지, 그리고 세로축은 해당 X-선의 상대적 강도를 나타낸다. 

그러나 X-선의 세기는 동일한 양으로 존재하더라도 역학 

에너지에 따른 흡수정도의 차이로 서로 다르게 나타난다. 

따라서 알루미나(Al2O3)의 경우 산소/알루미늄 원자비가 이

론적으로 1.5가 되어야 하지만 실제 측정에서는 그렇지 않

다. 이는 사용된 재료가 순수 알루미늄이 아니고, 최근 연

구에 의해 알루미늄 산화피막이 Al2O3 : 64 %, Al(OH)3 : 27 

%, Al : 9 %로 구성되어 있음을 X선 광전자 분광법(X-ray 

photoelectron spectroscopy, XPS)으로 확인된 바가 있다[10]. 

또한 Chang 역시 결정질(crystalline) 알루미나의 경우 이론

적 비율(stoichiometric ratio)인 1.5에 근접하게 나타나지만, 

비정질 알루미나의 경우 이보다 훨씬 높게 나타나며, 이로 

인해 결정질 알루미나가 산소 과잉(oxygen-rich) 비정질 알

루미나로부터 생성된다고 밝혔다[11]. 결과적으로 전해액 

온도에 따른 반응성 및 전해전압의 차이와, 과잉 공급된 산

소에 의해 장벽층을 구성하는 성분에 차이가 발생했으나, 

온도차가 적고 공정시간이 길지 않아 거의 유사한 함량(알

루미늄 : 32.17 ~ 33.85 at.%, 산소 : 60.45 ~ 62.85 at.%)이 

검출된 것으로 판단된다. 

Figure 4는 전해액 농도와 공정시간이 각각 10 vol.%, 40

분이고, 적용 전류밀도가 20 mA/cm2인 조건에서 전해액 온

도변화에 따른 표면개질 시 전압측정 결과를 나타낸 것이

다. Figure 4 (a)의 전압거동 관찰 결과, 시간경과에 따라 전

해전압이 초기에는 급격히 증가하다가 다시 감소한 후 일

정하게 유지됨을 알 수 있다. 이는 알루미늄 표면에 치밀한 
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Figure 4: Electrolysis voltage analysis for surface modification 

with solution temperature

알루미나 막이 형성되면서 저항 증가에 따른 전압 상승으

로 판단된다. 이후 전압이 감소하였는데, 이는 특정 부위에 



경금속 표면개질 시 황산 수용액 조건에 따른 내식성 개선 효과

한국마린엔지니어링학회지 제39권 제3호(2015.3)                                                            227

전류가 집중되면서 알루미나 막이 용해되어 증가된 전류량

에 의해 전압이 감소한 것으로 판단된다. 이후 일정한 밀도

를 갖는 기공이 생성되고 음이온과 양이온의 이동이 원활

해져 알루미나의 형성이 안정되면서 전해전압이 일정하게 

유지된 것으로 판단된다[12]. 후반부로 갈수록 전해전압이 

조금씩 증가하였는데, 이는 산화반응이 진전되면서 다공층 

피막 두께가 증가하는 것을 의미한다. 또한 Figure 4 (b)에

서 비교한 바와 같이 전해액 온도가 높아질수록 최종 전해

전압이 5 ℃에서의 19.2 V보다 낮은 17.8 V(10 ℃), 17.2 

V(15 ℃) 그리고 14.6 V(20 ℃)를 나타냈다. 전해 전압이 높

다는 것은 그만큼 산화피막 생성에 필요한 에너지의 소모

가 많다는 것을 의미한다. 따라서 높은 전해전압은 표면의 

온도상승을 유발하여 전기화학적 용해작용을 가속시켜 기

공 직경을 크게 한다. 이러한 전해전압은 피막 형성에 영향

을 주는 전해액의 농도 및 온도, 전류밀도, 교반속도 등에 

좌우된다. 본 연구에서는 20 mA/cm2의 전류밀도를 유지하

기 위한 전해전압이 전해액의 온도가 증가함에 따라 감소

함을 보여준다. 반면 전해액 온도가 증가하면 용해력이 증

대되어 초기에 형성되는 장벽층이 상대적으로 얇아져 기공

이 쉽게 생성됨으로써 낮은 전해전압을 나타낸 것으로 판

단된다. 따라서 전해액 온도가 증가할수록 더 많은 기공을 

빠른 시간에 형성할 수 있으며, Figure 2에서도 알 수 있듯

이 기공 직경이 전해전압의 크기에 비례한다는 이론과도 

일치한다[13]. 동일한 원리로 최대 전해전압 도달시간은 전

해액 온도 5 ℃에서 9.01초, 10 ℃에서 5.87초, 15 ℃에서 

5.51초 그리고 20 ℃에서 4.91초로 단축되었다.
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Figure 5: Anodic polarization curves for surface modified 

specimen with solution temperature

Figure 5는 전해액 농도와 공정시간이 각각 10 vol.%, 40

분이고, 적용 전류밀도가 20 mA/cm2인 조건에서 전해액 온

도 변화에 따른 표면개질 후 양극 분극 실험 결과를 비교

한 그래프이다. 대체적으로 실험 시작부터 종료 시까지 표

면개질을 실시한 경우가 표면개질을 실시하지 않은 경우에 

비해 전 영역에서 현저히 낮은 전류밀도 값을 나타냈다. 표

면개질을 실시하지 않은 경우 개로전위에서 전위 증가에 

따라 4.61×10-6 A/cm2까지 상승한 후 증가폭이 일시적으로 

감소하는 경향이 관찰되었다. 이후 공식(pitting) 발생으로 

급격한 전류밀도 상승이 관찰되었으며[14], 이는 해수 속에 

포함되어 있는 염소이온(Cl-)에 의해 부동태 피막이 파괴되

면서 공식이 발생하고 지속적인 활성용해반응에 의해 발생

된 산소 및 입계 탈리현상에 의해 부식생성물이 제거되면

서 전류밀도가 꾸준히 증가한 것으로 판단된다[15]. 이와 

같이 양극 분극 거동에서 낮은 전류밀도를 나타내는 경향

이 관찰되는 것은 산화반응에 의해 형성된 부식생성물이 

전하의 이동을 방해하기 때문이다[16]. 반면 표면개질을 실

시한 경우 완만한 부동태 구간이 관찰되었으며 실험 종료 

시까지 꾸준한 전류밀도의 상승이 관찰되었으며, 그 값은 

매우 낮았다. 알루미늄은 대기 또는 수중에서 산화과정을 

거쳐 알루미나를 형성하여 소지금속을 보호하는 것으로 알

려져 있다[16]. 이와 같이 우수한 내식성에도 불구하고 염

소이온에 의해 국부 부식이 발생하면서 공식이 생성되기도 

한다. 그러나 표면개질에 의해 생성된 알루미나는 자연적

으로 생성된 부동태 피막에 비해 화학적 안정성이 높고 두

껍기 때문에 실험 종료 시까지 낮은 전류밀도를 나타낸 것

으로 판단된다. 특히 전해액 온도 5 ℃에서는 다른 표면개

질 조건에 비해 높은 전류밀도를 나타냈는데, 이는 급격한 

이온의 활성도 저하와 합금 원소의 영향으로 정상적인 기

공이 생성되지 않아 소지금속의 영향을 크게 받았기 때문

으로 판단된다. 또한 전해액 온도 20 ℃에서는 낮은 전해전

압으로 인한 용해반응의 저하로 직경이 작은 기공과 함께 

우수한 환경차단 및 절연 특성을 나타내어 낮은 전류밀도

가 측정된 것으로 판단된다. 

Figure 6은 전해액 농도와 공정시간이 각각 10 vol.%, 40

분이고, 적용 전류밀도가 20 mA/cm2인 조건에서 전해액 온

도변화에 따라 표면개질된 시편의 양극 분극 실험 후 3D 

분석 결과를 나타낸 것이다. 표면개질을 실시하지 않은 경

우에는 지속적인 활성용해반응으로 인한 부식과 탈리현상

으로 표면에 큰 손상이 관찰되었다. 알루미늄의 경우 양극 

분극 초기에 산화반응에 의한 피막 형성으로 전하의 이동

을 방해하기 때문에 낮은 전류밀도를 나타내는 구간이 관

찰된다. 그러나 지속적인 활성용해반응으로 인해 산화물이 

제거되면서 국부 영역에서 115.2 ㎛ 깊이의 공식이 관찰되

었다. 또한 자기증식(self-propagating) 메커니즘[17]으로 인

해 표면에서 발생한 손상부위에서 급속한 용해반응으로 양

전하가 과도하게 많아지므로 반응이 촉진된다. 반면 표면

개질을 실시한 경우 전해액 온도 10 ℃ ~ 20 ℃에서는 4.9 

㎛ ~ 6.6 ㎛ 범위의 극히 적은 손상깊이를 나타낸 반면, 전

해액 온도 5 ℃에서는 요철과 함께 11.8 ㎛의 상대적으로 

큰 손상깊이가 관찰되었다. 이는 급격한 이온의 활성도 저
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Figure 6: Comparison of 3D analysis and damage depth after anodic polarization experiment for surface modified specimen 

with solution temperature

하와 합금 원소의 영향으로 기공 생성이 불완전하여 용해

반응이 일어나면서 다른 조건보다 큰 손상이 발생한 것으

로 판단된다. 따라서 표면에 생성된 알루미나에 의해 표면

개질 유무에 따른 손상량에 큰 차이가 발생했으며, 표면개

질을 실시한 경우에도 전해액 온도에 따라 생성된 피막의 

건전성 차이로 인해 손상량의 차이가 관찰되었다. 그러나 

전기절연성이 높고, 내마모성 및 화학적 안정성이 우수한 

알루미나가 전하의 이동을 방해하면서 전체적으로 우수한 

전기화학적 특성을 나타냈다.

Figure 7은 전해액 농도와 공정시간이 각각 10 vol.%, 40

분이고, 적용 전류밀도가 20 mA/cm2인 조건에서 전해액 온

도변화에 따른 표면개질 실시 후 타펠 분석 결과를 나타낸 

것이다. 표면개질을 실시하지 않은 경우, 음극 분극 곡선에

서 농도분극현상이 관찰되었으며, 전위가 비방향으로 이행

하면서 전류밀도가 증가하는 경향을 나타냈다. 또한 양극

분극 곡선에서 전위 증가에 따라 완만하게 전류밀도가 상

승하다 -0.601 V에서 공식발생으로 인해 전류밀도가 급격

히 상승하는 경향이 관찰되었다. 반면 표면개질을 실시한 

경우에는 양극분극과 음극분극이 진행되어 개로전위로부

터 전위차가 커지면서 완만한 전류밀도의 상승이 관찰되었

다. 표면개질을 실시한 경우 표면에 생성된 산화물이 알루

미나로 동일하고, 개로전위를 기준으로 양극분극과 음극분

극 시키는 정도가 적어 유사한 분극 경향을 나타냈으며, 표

면개질을 실시하지 않은 경우에 비해 안정적이고 낮은 전

류밀도를 나타낸 것으로 판단된다. 부식전위 측정 결과, 가

장 귀한 부식전위를 나타낸 전해액 온도 5℃의 경우가 전

기화학적으로 가장 안정하고, 가장 낮은 부식전위를 나타

낸 20℃가 가장 열악하다고 할 수 있다. 그러나 부식전위는 

갈바닉 셀 형성 시 영향을 주는 인자로써 전해액 온도 5℃

가 전기화학적으로 가장 안정하다는 것 외에 특별한 의미

는 없다. 일반적으로 중성용액에서의 부식전위는 용존산소 

확산에 따른 농도분극과 양극의 산화반응에 따른 활성화 

분극에 의해서 형성되며, 부식속도를 구할 경우 분극곡선

상의 확산한계전류밀도를 부식전류밀도로 가정한다. 부식
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Figure 7: Results of Tafel analysis for surface modified speci-

men with solution temperature

전류밀도 비교 결과, 표면개질을 실시하지 않은 경우 2.09 

× 10-7 A/cm2의 높은 부식전류밀도를 나타낸 반면, 표면개

질을 실시한 경우에는 전해액 온도 5 ℃, 10 ℃, 15 ℃ 그리

고 20 ℃의 경우 각각 2.74 × 10-9 A/cm2, 4.19 × 10-9 A/cm2, 
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2.05 × 10-9 A/cm2, 6.88 × 10-10 A/cm2로 매우 낮은 값을 나

타내어 해수에서의 내식성이 현저히 향상된 것으로 판단된

다. 대체적으로 부식전류밀도는 표면에 불완전 기공이 생

성된 전해액 온도 5 ℃를 제외하고 전해액 온도가 증가함

에 따라 지속적으로 감소하는 결과를 나타냈다. 이는 전해

액 온도 증가에 따라 기공율이 감소하면서 장벽층을 형성

하는 알루미나의 면적이 상대적으로 증가하였기 때문으로 

판단된다.

4. 결  론
본 연구에서는 해양환경에서 우수한 내식성을 보유할 수 

있는 최적의 표면개질 전해액 온도를 선정하고자 전기화학 

실험을 실시하였다. 표면관찰 결과 5 ℃에서는 급격한 이온

의 활성도 저하와 합금 원소의 영향으로 기공이 생성되지 

않았으며, 20 ℃에서는 낮은 전해전압으로 인한 용해반응

의 저하로 직경이 작고 불안정한 기공의 성장이 관찰되었

다. 또한 표면개질을 실시한 경우가 현저히 낮은 부식전류

밀도를 나타냈으며, 특히 불완전 기공이 생성된 5 ℃를 제

외하고 전해액 온도가 증가함에 따라 감소하는 결과를 나

타냈다. 따라서 우수한 피막 정렬도와 낮은 부식 전류밀도

를 나타낸 15 ℃가 최적의 전해액 온도 조건으로 판단된다. 
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